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引言
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六方氮化硼作为一种新型二维材料，具有优异的热导
率和电绝缘性能，在电子器件热管理领域具有潜在应

用价值。

液相剥离技术是一种有效的制备二维材料的方法，可
以实现大规模、高质量的生产，为六方氮化硼在电子

器件热管理中的应用提供了可能。

随着电子器件集成度的提高和尺寸的减小，热管理问
题日益突出，传统的散热材料已无法满足需求。

研究背景与意义
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在电子器件、光电器件、传感器等领域具有广泛的应用前景。

01
六方氮化硼是一种由氮原子和硼原子交替排列形成的二维层状

材料。

02
具有优异的热导率、电绝缘性能、机械强度和化学稳定性。

六方氮化硼简介



液相剥离技术是一种通过化学或物理方法在液体
环境中将层状材料剥离成二维纳米片的方法。

常用的液相剥离方法包括化学剥离、电化学剥离、
超声剥离等。

液相剥离技术具有操作简单、产量高、成本低等
优点，适用于大规模生产二维材料。

液相剥离技术概述



六方氮化硼液相剥离方法
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溶剂选择与性质

常用溶剂

N-甲基吡咯烷酮（NMP）、二甲基

甲酰胺（DMF）、二甲基亚砜

（DMSO）等

溶剂性质

高极性、高沸点、对六方氮化硼具有

良好的润湿性和分散性



将六方氮化硼粉末与溶剂混合，通过超声、搅拌等外力作用，使六方氮化硼层间范德华力被打破，从而实现剥离。

剥离过程

外力作用下，溶剂分子插入六方氮化硼层间，削弱层间相互作用力，使六方氮化硼层间距扩大，最终实现剥离。

剥离机理

剥离过程及机理



影响因素
溶剂种类、浓度、温度、超声功率、超声时间等

优化策略
选择合适的溶剂种类和浓度，控制超声功率和时间，以及优化剥离工艺参数，如温度、搅拌速度等，

以提高剥离效率和产物质量。

影响因素与优化策略



剥离后六方氮化硼性能表征
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1

2

3

剥离后的六方氮化硼呈现出二维层状结构，具有

较大的比表面积和较少的层间缺陷。

通过原子力显微镜（AFM）观察，可以清晰地看

到剥离后的六方氮化硼片层厚度均匀，表面平整。

剥离过程中不会破坏六方氮化硼的晶体结构，保

持了其原有的优异性能。

微观形貌与结构特征



物理化学性质分析

01

剥离后的六方氮化硼具有良好的化学稳定性，能够

在多种溶剂中稳定存在。

02

通过X射线光电子能谱（XPS）分析，可以得知剥离

后的六方氮化硼表面元素组成和化学键状态。

剥离后的六方氮化硼具有较高的热稳定性和抗氧化

性，能够在高温环境下保持稳定的性能。
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